
银蒸发镀靶材工艺 银蒸发镀靶材 沈阳东创【恪守诚信】

产品名称 银蒸发镀靶材工艺 银蒸发镀靶材
沈阳东创【恪守诚信】

公司名称 沈阳东创贵金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 沈阳市沈河区文化东路89号

联系电话 13898123309 13898123309

产品详情

区域提纯后的金属锗，银蒸发镀靶材技术，其锭底表面上的电阻率为30～50欧姆  厘米时，纯度相当于
8～9，可以满足电子器件的要求。但对于杂质浓度小于[KG2]10原子/厘米[KG2]的探测器级超纯锗，则尚
须经过特殊处理。

由于锗中有少数杂质如磷、铝、硅、硼的分配系数接近于1或大于1，要加强化学提纯方法除去这些杂质
，然后再进行区熔提纯。电子级纯的区熔锗锭用霍尔效应测量杂质（载流子）浓度，一般可达10～10原
子/厘米。经切头去尾，再利用多次拉晶和切割尾，一直达到所要求的纯度（10原子/厘米），这样纯度
的锗（相当于13）所作的探测器，其分辨率已接近于理论数值。

在传统产业的应用领域中，银蒸发镀靶材工艺，对于贵金属的需求也随着这些产业的兴衰而出现此起彼
落此消彼长，甚至出现行业的淘汰而与贵金属无缘，例如照相用胶卷。科技的进步和发展，使传统产业
发生剧烈的变迁，也使贵金属的供求状况出现急剧的变化，银蒸发镀靶材，这种变化也是导致了贵金属
的价格出现剧烈波动的因素之一。然而在传统产业不断的创新和转型中，贵金属依然成为选择的关键性
材料，用更先进和更科学的工艺和手段，银蒸发镀靶材加工，把贵金属的独特性能发挥得更淋漓尽致。

溅射技术：溅射是制备薄膜材料的主要技术之一，它利用离子源产生的离子，在真空中经过加速聚集，
而形成高速度能的离子束流，轰击固体表面，离子和固体表面原子发生动能交换，使固体表面的原子离
开固体并沉积在基底表面，被轰击的固体是制备溅射法沉积薄膜的原材料，称为溅射靶材。各种类型的
溅射薄膜材料无论在半导体集成电路、太阳能光伏、记录介质、平面显示以及工件表面涂层等方面都得
到了广泛的应用。



银蒸发镀靶材工艺-银蒸发镀靶材-沈阳东创【恪守诚信】由沈阳东创贵金属材料有限公司提供。沈阳东
创贵金属材料有限公司（dcgjs.cn）在冶炼加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，东创贵金属一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵总。同时本公司（www.yinbacai.com）还是从事沈阳银靶材
，北京纯银靶材，天津纯银合金靶材的厂家，欢迎来电咨询。
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